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(54) Title: METHOD OF PROVIDING A PROCESS GAS FOR A CVD REACTOR AND CORRESPONDING APPARATUS
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BEREITSTELLEN EINES PROZESSGASES FUR EINEN CVD-REAKTOR UND

DIESBEZUGLICHE VORRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to an arrangement for provision of a
process gas for a CVD reactor, having a first carrier gas feed with a first
mass flow regulator having a small flow range and a second carrier gas
feed with a second mass flow regulator having a large flow range, each
of which is fed by a carrier gas source, wherein the carrier gas feed opens
out in an evaporation device for evaporation of a solid or liquid starting
material, from which there originates a process gas feed to the CVD reactor,
wherein, disposed downstream of the second mass flow regulator in the
second carrier gas feed with the second mass flow regulator, there is avalve
arrangement that has an inlet and a first outlet having flow connection to the
evaporation device and having a second outlet having flow connection to a
bypass conduit that does not open into the evaporation device, wherein, by
switching of the valve arrangement, the mass flow of carrier gas regulated
by the mass flow regulator electively flows through or past the evaporation
device, and to a method of operating such an arrangement.

(57) Zusammenftassung: Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Be-
reitstellen eines Prozessgases fiir einen CVD-Reaktor, mit jeweils von ei-
ner Triagergasquelle gespeisten ersten Trigergaszuleitung mit einem ei-
nen kleinen Flussbereich aufweisenden ersten Massenflussregler und ei-
ner zweiten Trigergaszuleitung mit einem einen grofien Flussbereich auf-
weisenden zweiten Massenflussregler, wobei die Tragergaszuleitung in ei-
ner Verdampfungseinrichtung zum Verdampfen eines festen oder fliissi-
gen Ausgansstoffes miindet, der eine Prozessgaszuleitung zum CVD-Re-
aktor entspringt, wobei in der den zweiten Massenflussregler aufweisenden
zweiten Tragergaszuleitung eine Ventilanordnung stromabwarts des zwei-
ten Massenflussreglers angeordnet ist, die einen Eingang und einen mit der
Verdampfungseinrichtung stromungsverbundenen ersten Ausgang und mit
einer nicht in die Verdampfungseinrichtung
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Veroffentlicht:
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miindenden Umgehungsleitung stromungsverbundenen zweiten Ausgang aufweist, wobei durch Umschalten der Ventilanordnung der

durch den zweiten Massenflussregler geregelte Tragergasmassenfluss wahlweise die Verdampfungseinrichtung durchstromt oder an
dieser vorbeigefiihrt wird, und ein Verfahren zum Betrieb einer derartigen Anordnung.




